
実験方法
細胞株：HepG2 (RIKEN BRC)
培地：DMEM (Nacalai tesque)
プレート：Corning®Elplasia® SQ 200 100 NA 96 well, 
　　　　 RB 500 400 NA 24 well (Corning)
播種密度：SQ 200 100 NA 96 : 100 cells/spheroid
              RB 500 400 NA 24 : 500 cells/spheroid
培養期間：1 ‒ 4日間
撮像方法：高倍レンズ使用
計測方法：Microwells Plugin（オプション）

・マイクロウェル中のスフェロイドをラベルフリーで定量可能。
・SQタイプ、RBタイプを含む様々なパターンで計測可能。
・マイクロウェルプレートを用いた蛍光撮像も可能。

結果・考察

キーワード 1）Corning®Elplasia®     2）微小ウェル    3）スフェロイド    4）ラベルフリーアッセイ

CORNING社のマイクロウェルプレートCorning®Elplasia®で培養したスフェロイドを
Cell3iMager duosを用いて撮像・解析を行った。概　要

Label free analysis of spheroids in microwells (Corning® Elplasia® Plates)
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